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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Teknologi modern saat ini telah mengalami perkembangan pesat yang, salah 

satunya dalam bidang teknologi pelapisan atau coating. Penggunaan material saat 

ini sangat terkait dengan nanoteknologi, terutama dalam penerapan lapisan film 

tipis. Lapisan tipis didefinisikan sebagai lapisan yang memiliki ketebalan antara 1 

hingga 106 nm [1]. Lapisan film tipis umumnya digunakan untuk meningkatkan 

sifat permukaan padatan. Transmisi, penyerapan, kekerasan, ketahanan abrasi, 

korosi, permeasi dan perilaku listrik hanyalah beberapa sifat permukaan material 

Surface yang dapat ditingkatkan melalui pengunaan bahan thin film. Aluminium 

merupakan salah satu material yang dapat digunakan untuk pelapisan. Karena 

memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, thin film alumunium sering digunakan 

sebagai interconnector pada perangkat microelectronic untuk chip semikonduktor 

[29]. Aluminium digunakansecara luas dalam bidang aplikasi seperti pesawat 

terbang, kaleng minuman, IC film tipis interkoneksi, transistor thin Film, solar 

energy, layar panel datar, cermin optik dan lain-lain [3] [4]. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai keunggulan aluminium yang sangat baik, seperti bobotnya yang ringan, 

kemampuan tinggi dalam memantulkan cahaya yang baik, daya rekat yang kuat 

terhadap kaca, sifat mekanik yang baik, ketahanan terhadap korosi, serta 

kemudahan dalam proses daur ulang. Selain itu, Aluminium juga memiliki titik 

leleh yang rendah, yaitu sekitar 600° C dibandingkan dengan perak yang mencapai 

961° C dan tembaga sekitar 1085°C [4]. ada beberapa metode yang dapat untuk 

mengendapkan Aumunium pada substrat kaca, di antaranya sputtering, electron 

beam evaporation, thermal evaporation, dan plasma- assisted atomic layer 

deposition [5]. Metode thermal vacuum evaporation atau metal evaporator lebih 

cocok untuk mengendapkan alumunium pada substrat kaca                             dibandingkan dengan 

beberapa metode Physical Vapor Deposition (PVD) lainnya, seperti sputtering, ion 

plating, dan ion beam sputtering [6]. dalam proses physical vapor deposition 

(PVD), metal thermal evaporator digunakan untuk             menghasilkan uap logam dari 

material pelapis, yang kemudian mengendap pada permukaan substrat dan 

membentuk lapisan tipis. Proses pelapisan menggunakan metode PVD dilakukan  
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dengan metode penguapan vakum (vacuum evaporation) dengan besaran vakum 

yang digunakan adalah vakum medium yang berkisar 1 - 10-3 torr atau vakum tinggi 

yang berkisar 10-4 - 10-7 torr [7]. Politeknik Manufaktur Bandung bekerjasama 

dengan Insistut Teknologi Bandung melakukan mengembangkan dan pengujian 

pada mesin metal thermal evaporator melalui tugas akhir ini yang akan dilakukan, 

untuk keperluan laboratorium material yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. 

Salah satu faktor yang penting dari kualitas lapisan film tipis logam yang baik adalah 

kinerja mesin metal evaporator itu sendiri, termasuk kemampuan mesin dalam 

menghasilkan uap logam dari aluminium pada substrat kaca. Untuk mengetahui 

keberhasilan proses pengendapan atau deposisi material pelapis pada material 

substrat maka diperlukan pengujian pada mesin metal thermal evaporator yang 

dibuat. 

Penelitian ini akan berfokus pada mengembangkan  pengujian  fungsi mesin alat 

metal thermal evaporator                yang dibuat, mengetahui struktur permukaan pada lapisan 

material alumunium dengan morfologi yang dimana terdapat ukuran butiran grain juga 

ketebalan lapisan, dan melakukan menganalisis dengan menggunakan Desain Of 

Eksperiment metode Taguchi. Metode ini dipilih karena memungkinkan dilakukannya 

eksperimen dengan beberapa faktor menggunakan jumlah percobaan yang minimal 

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya eksperimen. Dengan demikian penelitian 

mengenai judul “ Uji  Fungsi mesin Metal Thermal Evaporator Physical Vapour 

Deposition (PVD) untuk Efektifitas Lapisa Film Tipis Alumunium (Al) Pada 

Substrat Kaca” Semoga mendapatkan dan membantu mengetahui Struktur morfologi 

dan ketebalan lapisan berbeda dari penelitian sebelumnya. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan–rumusan masalah yang telah didapatkan dari pemaparan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan mesin metal thermal evaporator yang dibuat dalam  

mengendapkan material pelapis aluminium ke dalam substrat kaca? 

2. Bagaimana hasil morfologi dari mesin metal thermal evaporator yang 

dibuat dapat menghasilkan  lapisan film tipis aluminium ? 

3. Bagaimana mesin metal thermal evaporator yang dibuat dapat menghasilkan 

lapisan film tipis alumunium memungkinkan dilakukan Desain Of 

Eksperiment dengan metode Taguchi? 

I.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan, agar dapat dibahas lebih spesifik maka 

dibentuk beberapa batasan masalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini memfokuskan mengembangkan pengujian kemampuan mesin 

yang dibuat dalam menghasilkan lapisan film tipis dan pengaruhnya pada 

kualitas lapisan film tipis yang dihasilkan. 

2. Penelitian ini tidak membahas rancangan, Sistem Kontrol, dan cara 

pembuatan mesin thermal metal evaporator yang dibuat. 

3. Pengujian dilakukan pada kemampuan mesin metal thermal evaporator yang 

dibuat dalam kondisi vakum. mengendapkan atau penguapan material 

aluminium dan membentuk lapisan film tipis pada substrat kaca. 

4. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan SEM (Scanning Electron 

Microscope) untuk melihat struktur morfologi, ukuran grain dan ketebalan 

lapisan yang dihasilkan. 

5. Penelitian ini tidak membahas tentang penggunaan material atau logam 

lainnya                                       selain aluminium saja. 

6. Penelitian ini mengembangkan tentang pengaruh parameter lain seperti 

tekanan vakum untuk proses evaporasi, laju evaporasi, dan jenis gas dalam 

chamber vakum terhadap kualitas film tipis yang dihasilkan. 
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I.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui permukaan  substrat hasil lapisan film tipis aluminium yang 

diendapkan                                      menggunakan mesin metal thermal evaporator yang dibuat. 

2. Menguji kondisi vakum dan mengembangkan mesin metal thermal 

evaporator yang dibuat untuk mengendapkan  dan menguapkan aluminium 

ke dalam substrat pada kaca. 

3. Mengetahui kondisi yang berpengaruh pada lapisan film tipis alumunium 

dengan hasil pengujian  menggunakan desain of eksperiment dengan metode 

taguchi. 

Adapun manfaat dari pembuatan media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui dari struktur Permukaan material Alumunium untuk 

mendapatkan struktur morfologi  dan menentukan kinerja mesin alat metal 

thermal evaporator yang dibuat untuk dalam proses      pyhsical vapour 

deposition sehingga dapat dioptimalkan untuk pembuatan lapisan film tipis. 

2. Mengetahui kualitas lapisan film tipis yang dihasilkan oleh mesin alat metal 

thermal evaporator dengan menggunakan Scanned Electron Microscope. 

3. Memberikan kontribusi pada bidang teknik manufaktur terutama dalam 

pengembangan proses produksi lapisan film tipis menggunakan mesin alat 

metal thermal evaporator dengan proses PVD. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Tugas Akhir ini dibahas dengan penjabaran sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi dasar-dasar teori atau hal yang mendukung              

penelitian, seperti PVD, evaporator, tekanan udara, dan pelapisan. 

BAB III METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH, berisi metode ini yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara efisien. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi Mendapatkan hasil penelitian 

dari pengujian  kinerja alat metal evaporator. 

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan hasil dari pengujian dan penelitian yang 

telah dilakukan serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. 

 


